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Fig. 2 SEM images of Si film surface under operating condition A in Table 2 (a) and condition 
B (b).

0.1μm以上の 微粒子の粒子径弁別が可能
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プラズマプロセス中の微粒子モニタリング技術の開発

微粒子の抑制

プラズマ中の微粒子のモニタ
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（㈱アドテックプラズマテクノロジーへの共同研究支援： F広大H17-008）

極微細加工・造形 共同研究支援例 （株）アドテックプラズマテクノロジー

モノシランガスを用いたアモルファスSiのプラ
ズマCVD成膜中に微粒子をモニタ

2波長の散乱光の強度と、その比からプラズマ中の微
粒子密度とサイズを推定

プラズマ中の微粒子密度とSi基板上に付着した
微粒子密度は比例

支援成果例2


